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高分辨率犡射线衍射光学元件
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摘要：评述了ＢＥＳＳＹ研制的用于Ｘ射线聚焦的各种衍射光学元件。基于布拉格菲涅耳光学元件，设计了高效高分辨率

Ｘ射线聚焦和色散光学元件。描述了对长焦距布拉格菲涅耳透镜与可变曲率半径反射镜组合所做的实验研究。用一

块反射菲涅耳波带板作聚焦和色散光学元件进行了短脉冲Ｘ射线吸收谱（ＸＡＳ）的测量。

关　键　词：衍射光学元件；布拉格菲涅耳光学元件；波带板；同步辐射
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